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Gerateausstattung fiir Forschungsvorhaben: anisotropes reaktives lone-
natzen zur Strukturierung von volumindsen 3D Korpern

+ Spin-Ceating
- Baking
- Entwicklung

Vervollstindigung Prozesskette im Reinraum der EAH Jena

Reinraum (ca. 140 m?) & Basistechnologie

+ Nass-chemisches Atzen
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Integration

L

Design
Simulation

,arivo3d’-
Atztechnologie

Prif- & Applikation
Messtechnik

Atz-Technologie

« ray-trace" (Zemax & co.) -
+ wellenopt. Simulation » 2-Photonen-Litohografie
« rigorose Simulation « Maskaligner & Talbot—
(rigorous coupled-wave Lithografie
analysis: RCWA) - BCML (Block Copolymer
Nanolithografie)

direktes Laserstrahlschreiben -

‘reactive ion beam
etching: RIBE

« Spektralphotometer
= WeiRlicht-Interferometrie
« Konfokal-Mikroskopie

« Raster-Sonden-Mikroskopie
(AFM)

Die ,arivo3d“-Atztechnologie ldsst sich hervorragend in die etablierte Prozesskette zur Mikro- & Nanostruk-

turierung der EAH Jena integrieren und bietet die Mdglichkeit, vollkommen neue Strukturen zu erzeugen.

Mikro- und Nanostrukturen sind ein unverzichtbarer
,Enabler’ in vielfaltigen Bereichen unseres modernen
Lebens. Beispielsweise tragen Nano- und Mikro-
strukturen zur sicheren Mobilitat bei, erlauben in der
Medizin neue Ansatze zur minimal invasiven Diag-
nostik und Therapie, erweitern signifikant bestehen-
de Kommunikationstechniken und erméglichen neue
Losungen fiir ein nachhaltiges gesellschaftliches
Handeln.

Vor diesem breiten Anwendungshintergrund fallt
den Produktionstechnologien zur Herstellung von
Nano- und Mikrostrukturen eine zentrale Bedeutung
zu. Die Technologien zur Nano- und Mikrostrukturie-
rung basieren haufig auf einem zweistufigen Prozess:
Im ersten Schritt wird (iber Lithografie ein Zwischen-
struktur in einem Polymer (,Photolack’ oder ,Resist‘)
erzeugt. Im zweiten Schritt wird diese Struktur
durch Trockenéatzverfahren in das darunterliegende
Substrat Gbertragen. Dieser zweite Schritt wird im
Rahmen dieses Projekts adressiert. Etablierte Tro-
ckenatztechnologien sind optimiert fir plane Subs-
tratoberflachen und Substrate mit einer konstanten
Dicke. Der Anwendung dieser Trockenatztechnologie
auf dielektrische Materialien mit gekrimmter Ober-
flache und Substrate mit variierender Dicke, wie sie
z.B. klassische Linsen aufweisen, sind bisher kaum
iberwindbare Grenzen gesetzt.

Das Vorhaben ,arivo3d‘ zielt auf die Beschaffung
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und Etablierung einer neuen Trockenatzanlage an
der EAH Jena, mit der anisotropes reaktives lo-
nenatzen zur Mikro- und Nanostrukturierung von
volumindsen 3D Korpern und gekriimmten Substra-
ten ermoglicht werden soll. Insbesondere wird die
Strukturierung optischer Komponenten adressiert,
wobei die ,arivo3d‘-Atztechnologie in die bereits
vorhandene Infrastruktur zur Nano- & Mikrostruk-
turierung der EAH Jena eingebunden wird und die
vorhandenen Technologieketten strategisch erganzt
und entscheidend erweitert.
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